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Металлические нанонити представляют значительный интерес в связи с возможностью их применения в изготовлении нанопроводников, МЭМС устройств, различных датчиков и т.д. Одним из перспективных направлений является получение нанонитей для реализации π-контакта (слоистой структуры состоящей из сверхпроводника с ферромагнитной прослойкой), позволяющего управлять фазой сверхпроводящего тока. Данные элементы востребованы в современной сверхпроводящей микроэлектронике. На сегодняшний день подобный контакт реализован только в планарной геометрии. Одномерная структура π-контакта более предпочтительна, так как это позволяет уменьшить размеры таких элементов электроники. В решении данного вопроса может помочь создание металлических сегментированных нанонитей методом темплатного электрохимического осаждения. Данный метод является легко масштабируемым и позволяет получать нанонити в большом количестве. Параметрами осаждения и выбором темплата (матрицы) можно варьировать размеры, структуру, состав и морфологию нанонитей.

В качестве темплата удобно использовать мембраны из анодного оксида алюминия, получаемые анодным окислением алюминия в кислых электролитах. Изменяя параметры анодирования, можно получить мембраны с различными толщиной (от единиц до сотен микрон) и размером пор (от 30 до 250 нм).
Целью данной работы является получение одномерных SFS структур методом темплатного электроосаждения.
Для определения выхода по току проводили электрокристаллизацию плёнок в трёхэлектродной ячейке из электролитов, содержащих 0,6 М NiSO4, 0,1 М NiCl2, 0,3 М H3BO3 и 0,2 M CuSO4, 0,1 M H3BO3 соответственно. Данные электролиты совместимы с матрицей анодного оксида алюминия, так как обладают слабокислым pH. Осаждение осуществляли при комнатной температуре на подложку, покрытую проводящим слоем серебра. Все потенциалы указаны относительно насыщенного (KCl) Ag/AgCl электрода .
В ходе работы был определен интервал потенциалов электроосаждения для меди и никеля: [-0,3; 0,0] и [-1,1; -0,8] В. При смещении в катодную область в обоих случаях возрастает ток осаждения металла. Смещение потенциала осаждения в более отрицательную область относительно вышеуказанных диапазонов не желательно в связи с выделением водорода. Последний процесс крайне нежелателен, так как способствует росту рыхлого осадка, а при электрокристаллизации в поры темплата выделяющийся газ способен блокировать поры.

Определены выходы по току и скорости формирования металлических осадков для указанных диапазонов потенциалов представлены в таблице 1.
	Таблица 1. Зависимость выхода по току и скорости осаждения меди и никеля от потенциала осаждения.

	Медь

	Потенциал, В
	-0,3
	-0,2
	-0,1
	0,0

	Выход, %
	99±2
	100±2
	91±4
	85±5

	Скорость роста, нм/с
	4,5
	5,2
	1
	0,36

	Никель

	Потенциал, В
	-1,1
	-1,0
	-0,9
	-0,8

	Выход, %
	94±2
	100±3
	88±4
	88±4

	Скорость роста, нм/с
	10,6
	4
	2,6
	0,7


